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１．研究の背景と目的 

紫外線は光化学工業、半導体製造ﾌﾟﾛｾｽ、食品･医薬品殺菌

および蛍光照明などの様々な産業分野で広く利用されている。

従来の紫外線源の多くは水銀や希ｶﾞｽ中における放電型発光

装置である。しかし、光源のｽﾍﾟｸﾄﾙおよび形状がほぼ固定され

ているという問題が、ﾕｰｻﾞｻｲﾄﾞから指摘されている。応用対象

に最適な発光ｽﾍﾟｸﾄﾙおよび形状をもつ紫外線源に対する開発

要求がある。 

本研究の目的は、ｽﾍﾟｸﾄﾙの選択幅が広く入手が容易な分子

性ｶﾞｽを用い、多相交流放電ﾌﾟﾗｽﾞﾏ発生独自技術を応用し、食

品殺菌や光重合・光硬化分野に適用できる高効率・高輝度・高

均一な紫外線源を研究開発することである。 

２．研究の特色 

図１及び図２に、本紫外線源の基本的な構造断面図および位

置付けを示す。本紫外線源は次のような点で特徴をもつ：○紫

外線を放射するｶﾞｽとして窒素系分子性ｶﾞｽを用いる点（環境に

有害な水銀や地球希少資源であるｷｾﾉﾝｶﾞｽなどを使用しない）。

○紫外線放射ｽﾍﾟｸﾄﾙが殺菌効果の高い波長領域、即ち、

200nm から 300nm の範囲にわたり存在する点。○紫外線放射ｽ

ﾍﾟｸﾄﾙが光重合及び光硬化にも応用できる350nm附近にも存在

する点。○独自技術である多相交流放電発生法（米国特許成

立）を応用し、多極磁場の印加により紫外線発生の輝度・効率を

高めている点。 

また、本紫外線源は次のような省ｴﾈﾙｷﾞｰ性があり経済的優

位性をもつ：電源の相数或いはその倍数の数に電極を分割で

きるので、光源形状を被照射物に対し自在に変えることができ

る。その結果、被照射物との距離を小さくしても一様な照射を行

うことができる。即ち、小さなｴﾈﾙｷﾞー で所望の紫外線照射を行う

ことができ、省ｴﾈになる。 

３．実用化試験装置 

粉末状食品の一つであるﾎﾟﾘｻｯｶﾗｲﾄﾞを空気の流れに載せて

搬送しながら効率的に紫外線殺菌する装置を研究開発した。図

３に、紫外線照射部の装置写真と、放電/ﾌﾟﾗｽﾞﾏ発生時の可視

光写真を示す。更に、光化学反応分野への応用として、長尺の

光重合用ﾗﾝﾌﾟ化紫外線装置および三次元形状塗布面の光硬

化用ﾗﾝﾌﾟ化紫外線装置を研究開発した。図４に、光重合時の残

留ﾓﾉﾏｰを空間的に一様に低減させる長尺の紫外線照射装置

の写真を示す。 

４．今後の課題 

実用に供せる放射強度と耐久性をもつ、窒素希釈・一酸化窒

素ｶﾞｽ封入ﾗﾝﾌﾟを早急に研究開発する必要がある。 
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図１ 本紫外線源の構造断面図 

図２ 本紫外線源の位置付け 

図３ 気流搬送の粉末状食品を紫外線殺菌する試験装置 

（紫外線放射部内径～80mm、被照射石英円筒外径

60mm、照射部長さ～800mm） 

図４ 光重合用に高均一で紫外線照射する試験装置 

（縦～1200mm、横～300mm、６分割の平面状光

源の紫外線強度は独立に可変） 


